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１．概要（Summary） 

電子線露光を用いたパターニングおよびリフトオフプロ

セスについて学ぶため、電子線露光実習に参加した。今

回、Au ディスク形状パターンを、電子線描画装置ならび

に電子線蒸着装置により作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線描画装置、電子線蒸着装置、電界放出型走査

型電子顕微鏡 

【実験方法】 

10 mm□の Si 基板上に電子線レジストをスピンコート

し、180 ℃でベークした後、電子線描画装置により 200 

µm□の範囲に直径：1.7 µmのパターンを描画。現像後、

電子線蒸着装置により、10 nm 厚の Ti 層（密着層）、90 

nm 厚の Au 層を成膜。レジスト除去のため、80℃に加温

した N-メチル-2-ピロリドンに 30 min 浸漬し、次いで

Acetone、IPA に浸けた後、N2 ブローを施して、Au ディ

スク形状パターンを作製した。 

EB描画条件 

・レジスト：PMMA 

・加速電圧：50 kV 

・ビーム電流：100 pA 

・ドーズ量：400 µC/cm2 

EB蒸着条件 

・Ti成膜レート：0.53 Å/sec 

・Ti成膜時真空度：2.3×10-5 Pa 

・Au成膜レート：0.91 Å/sec 

・Au成膜時真空度：1.4×10-5 Pa 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Si 基板上に Fig. 1および Fig. 2のパターンを形成し

た。Φ1.7µmの Auディスクの作製を確認できた。 

 

Fig. 1 SEM image of Au circular disk pattern. 

 

 

Fig. 2 SEM image of Au circular disk. 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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